C D | Programa de Pés-Graduagao em Ciéncia e Tecnologia

das Radiacgdes, Minerais e Materiais
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
DA TECNOLOGIA NUCLEAR

Nome da Disciplina: Analise de Superficies, Interfaces e Filmes finos

Area de Concentracio: CTMA(X) CTMI( ) CTRA( )

Nivel: Mestrado e Doutorado Obrigatoria: Optativa: X
Carga Horaria: 60 horas/aula

Numero de Créditos: 4

Professores(as):

Bruno Lourencio Dias dos Santos (pds Doc)
Pedro Lana Gastelois

EMENTA

Fundamentos fisicos e quimicos de superficies e interfaces, ultra-alto vacuo (UHV), estrutura eletrénica de
superficies e fendmenos interfaciais. Crescimento de filmes finos por epitaxia de feixe molecular (MBE) e
sputtering. Monitoramento in situ do crescimento por micro balanga de quartzo e difragdo de elétrons de alta
energia refletidos (RHEED). Caracterizagdo estrutural por RHEED, difragdo de elétrons de baixa energia
(LEED) e difracdo de raios X em incidéncia rasante (GIXRD). Caracterizagdo quimica por espectroscopia de
fotoelétrons excitados por raios X (XPS), incluindo andlise quantitativa, estados quimicos e perfilagem em
profundidade. Fluorescéncia de raios X aplicada a analise de filmes finos e multicamadas. Caracterizagdo
magnética por Magneto-Optical Kerr Effect (MOKE) e Vibrating Sample Magnetometry (VSM). Correlagao
entre composicao quimica, estrutura cristalina, interfaces e propriedades magnéticas de superficies e filmes

finos.

Objetivo:

Ao final da disciplina o aluno devera ser capaz de:

e Compreender os fundamentos fisicos e quimicos das superficies e interfaces.

e Entender os principais mecanismos de crescimento de filmes finos por epitaxia de feixe molecular
(MBE) e sputtering.

e Compreender os métodos de determinagdo de taxas de deposicdo por microbalanca de quartzo € por
oscilagdes de intensidade de RHEED.

e Compreender o uso de LEED e RHEED na caracterizagdo de superficies cristalinas e em processos
epitaxiais, incluindo a determinagdo de parametros estruturais.

e Interpretar curvas de histerese obtidas por VSM e MOKE.
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Correlacionar estrutura cristalina, composi¢do quimica e propriedades magnéticas de filmes finos e

interfaces.
Planejar experimentos de caracterizacdo para materiais avangados.
Interpretar espectros de XPS e mapas quimicos de superficie.

Realizar anélises qualitativas e quantitativas da composi¢ao quimica superficial.

Compreender a aplicagdo da fluorescéncia de raios X na caracterizagao de filmes finos e multicamadas.

Interpretar resultados de GIXRD para determinacdo estrutural de filmes finos.

Metodologia:

A disciplina sera ministrada por meio de aulas expositivas, analise de artigos cientificos, resolugdo de
exercicios e estudos de caso envolvendo resultados experimentais obtidos por XPS, GIXRD, LEED, RHEED,

MOKE e VSM. Sempre que possivel, serdo realizadas demonstragdes experimentais e atividades associadas

aos laboratorios de caracterizagao do CDTN.

Avaliacao:

Exercicios e estudos dirigidos: 20%
Seminario baseado em artigo cientifico: 20%
Projeto de caracterizacdo de material ou filme fino: 30%

Trabalho final ou prova escrita: 30%
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